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１．概要（Summary） 

フォトニック結晶共振器をカーボンナノチューブと組み

合わせた微小レーザーの実現に向けて，高い Q 値を持

つ共振器構造の設計と作製を行った．最適化にあたり，ド

ライエッチングパラメータ及び，共振器構造の再設計を行

った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ステルスダイサー 

高速大面積電子線描画装置 

クリーンドラフト潤沢超純水付 

高速シリコン深掘りエッチング装置 

【実験方法】 

ステルスダイサー装置を用いて 2 cm 角に切り出した

SOI（Silicon on insulator）基板に対しレジストを用いた

電子線描画を行う．線欠陥を持つ周期的なフォトニック結

晶光共振器のパターンが露光される．その後，再びダイ

シングを行うことによって 5 mm 角のチップに分割する．

次に分割された各チップに対してドライエッチング，ウェッ

トエッチングを行い中空構造の共振器を作製．作製した

デバイスは，研究室において PL 測定により評価を行っ

た． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したデバイスの電子顕微鏡像を Fig. 1 に示す．ド

ライエッチングプロセスにおけるガスの流量及び，圧力を

最適化させることができた．また，作製結果を元にした共

振器の再設計により，フォトニック結晶共振器が最適化さ

れ，Q値を最大 20,000まで向上させることができた． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

競争的資金：本研究は科研費 26610080、キヤノン財団、

旭硝子財団および文部科学省「最先端の光の創成を目

指したネッ トワーク研究拠点プログラム」の支援を受け

た． 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし． 

 

６．関連特許（Patent） 

なし． 

 

Fig. 1 SEM view of a fabricated device. 


